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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】平成29年3月30日(2017.3.30)

【公開番号】特開2017-33939(P2017-33939A)
【公開日】平成29年2月9日(2017.2.9)
【年通号数】公開・登録公報2017-006
【出願番号】特願2016-179020(P2016-179020)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｂ  13/00     (2006.01)
   Ｈ０１Ｂ   5/14     (2006.01)
   Ｇ０２Ｆ   1/1343   (2006.01)
   Ｈ０５Ｋ   3/12     (2006.01)
   Ｈ０５Ｋ   3/10     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｂ   13/00     ５０３Ｄ
   Ｈ０１Ｂ    5/14     　　　Ａ
   Ｇ０２Ｆ    1/1343   　　　　
   Ｈ０５Ｋ    3/12     ６１０Ｄ
   Ｈ０５Ｋ    3/10     　　　Ｄ

【手続補正書】
【提出日】平成29年2月24日(2017.2.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導電性材料を含む少なくとも１組以上の平行線を有する平行線パターンを基材上に形成
する平行線パターン形成方法であって、
　基材上に前記導電性材料を含む線幅の一様なライン状液体を形成する工程と、
　前記ライン状液体の対流状態を制御しながら、前記ライン状液体を蒸発させることによ
り、１本の前記ライン状液体の縁に前記導電性材料を選択的に堆積し、視認困難乃至視認
できない１組の前記平行線を形成する工程とを備えることを特徴とする平行線パターン形
成方法。
【請求項２】
　前記ライン状液体の組成、前記基材と前記ライン状液体の接触角、前記導電性材料濃度
および乾燥条件を、１本の前記ライン状液体の縁に前記導電性材料を選択的に堆積し、視
認困難乃至視認できない１組の前記平行線を形成する対流状態になる様に選択することを
特徴とする請求項１記載の平行線パターン形成方法。
【請求項３】
　前記基材は、液体を吸収しない基材であることを特徴とする請求項１又は２記載の平行
線パターン形成方法。
【請求項４】
　１組の前記平行線を構成する各線分の線幅を２μｍ～１０μｍとすることを特徴とする
請求項１～３の何れかに記載の平行線パターン形成方法。
【請求項５】
　前記ライン状液体は、インクジェット方式により吐出された導電性材料を含む液滴同士
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が、前記基材上で合一することで形成されることを特徴とする請求項１～４の何れかに記
載の平行線パターン形成方法。
【請求項６】
　前記ライン状液体の導電性材料含有率が、０．１重量％以上５重量％以下の範囲である
ことを特徴とする請求項１～５の何れかに記載の平行線パターン形成方法。
【請求項７】
　前記ライン状液体の前記基材に対する接触角が、５°以上５０°以下の範囲であること
を特徴とする請求項１～６の何れかに記載の平行線パターン形成方法。
【請求項８】
　前記基材の表面エネルギーが、４０ｍＮ／ｍ以上であることを特徴とする請求項１～７
の何れかに記載の平行線パターン形成方法。
【請求項９】
　前記ライン状液体は、水と、前記基材に対する接触角をθＳ（°）とし、前記ライン状
液体の前記基材に対する接触角をθＬ（°）としたときに、－２０°≦θＳ－θＬ≦５°
の関係を満たす有機溶剤を少なくとも１種以上含有することを特徴とする請求項１～８の
何れかに記載の平行線パターン形成方法。
【請求項１０】
　前記ライン状液体の乾燥に際して、前記基材を加熱することを特徴とする請求項１～９
の何れかに記載の平行線パターン形成方法。
【請求項１１】
　請求項１～１０の何れかに記載の平行線パターン形成方法により形成される平行線パタ
ーンを含む透明導電膜を基材表面に形成することを特徴とする透明導電膜付き基材の製造
方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　１．
　導電性材料を含む少なくとも１組以上の平行線を有する平行線パターンを基材上に形成
する平行線パターン形成方法であって、
　基材上に前記導電性材料を含む線幅の一様なライン状液体を形成する工程と、
　前記ライン状液体の対流状態を制御しながら、前記ライン状液体を蒸発させることによ
り、１本の前記ライン状液体の縁に前記導電性材料を選択的に堆積し、視認困難乃至視認
できない１組の前記平行線を形成する工程とを備えることを特徴とする平行線パターン形
成方法。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　２．
　前記ライン状液体の組成、前記基材と前記ライン状液体の接触角、前記導電性材料濃度
および乾燥条件を、１本の前記ライン状液体の縁に前記導電性材料を選択的に堆積し、視
認困難乃至視認できない１組の前記平行線を形成する対流状態になる様に選択することを
特徴とする前記１記載の平行線パターン形成方法。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　３．
　前記基材は、液体を吸収しない基材であることを特徴とする前記１又は２記載の平行線
パターン形成方法。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　４．
　１組の前記平行線を構成する各線分の線幅を２μｍ～１０μｍとすることを特徴とする
前記１～３の何れかに記載の平行線パターン形成方法。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　５．
　前記ライン状液体は、インクジェット方式により吐出された導電性材料を含む液滴同士
が、前記基材上で合一することで形成されることを特徴とする前記１～４の何れかに記載
の平行線パターン形成方法。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　６．
　前記ライン状液体の導電性材料含有率が、０．１重量％以上５重量％以下の範囲である
ことを特徴とする前記１～５の何れかに記載の平行線パターン形成方法。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　７．
　前記ライン状液体の前記基材に対する接触角が、５°以上５０°以下の範囲であること
を特徴とする前記１～６の何れかに記載の平行線パターン形成方法。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
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　８．
　前記基材の表面エネルギーが、４０ｍＮ／ｍ以上であることを特徴とする前記１～７の
何れかに記載の平行線パターン形成方法。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　９．
　前記ライン状液体は、水と、前記基材に対する接触角をθＳ（°）とし、前記ライン状
液体の前記基材に対する接触角をθＬ（°）としたときに、－２０°≦θＳ－θＬ≦５°
の関係を満たす有機溶剤を少なくとも１種以上含有することを特徴とする前記１～８の何
れかに記載の平行線パターン形成方法。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　１０．
　前記ライン状液体の乾燥に際して、前記基材を加熱することを特徴とする前記１～９の
何れかに記載の平行線パターン形成方法。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　１１．
　前記１～１０の何れかに記載の平行線パターン形成方法により形成される平行線パター
ンを含む透明導電膜を基材表面に形成することを特徴とする透明導電膜付き基材の製造方
法。
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